
A felszín topográfiája 
 

 

Az EL implantátumok felszíne homokfúvott és savmaratott, annak érdekében, hogy az 

osszeointegrációhoz szükséges lehető legnagyobb felületet hozza létre. Az 

implantátumokat 5 alkalommal, alaposan átmossák, minden folyamatot követve, annak 

biztosítása érdekében, hogy semmilyen maradvány se maradjon, sem a termelési, sem a 

kezelési eljárás folyamán.  

 

Alább elektron mikroszkóppal készített fényképek láthatók, melyek az implantátum 

felületét mutatják, 50x-estől 20.000x-esig terjedő nagyítási skálán. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


